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invencao de SOLVAY & Cie (Socieété
Ananyme), belga, industrial e comen—
cial, cowm sede em 33, rue du Prince
Albert, B-1050 Bruxelles, Bélgica,

paras

"EOOCESSO PARA A PREPARACAQD DE BAIHOS PARA O POLIVENTO

qufiICO DE SUPERFICIES DE ACOD INOXIDAVEL E PROCESSO
PARA A DEALIZACRD DO REFERIDOD POLIMENTE guirzco

> ~ -
A presente invengao tem por shjecto um processo para a pre-
~ . g . L) . < a7
paragao de banhos para o polimento quimico de superficies de ago inoxida-

vel.

0 polimento qufmico de superficiss metdlicas constitui uma
téenica bem conhecida (polimento electrolitico e qu{mica dos metais
- U Je Hc G. TEGART = Dunod - 1960 - pags. 122 e ssguintes); consiste
em tratar as supexficies metalicas a polir com banhos oxidantes. Para o
palimento quimico dos agas inoxiddveis austeniticos utilizam-se geralmente
banhoz compreendends uma mistura, em solugao aquosa, dos dcidos cloridrico
fosforico e azdtico (Patente Americana A-2 662 814). Para melhorar a qua=
lidsde do polimento € habitual incorporar-se nestes banhos aditivos ade-

quados, tais como agentes tensicactivos, reguladores da viscasgidade e

[y

agentes de melhoramento do brilho. Assim, na Patente Americana
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824 descreve-se uma cowmposigao des um banho para o polimento qui-
. ¥ . . « 27 ' ) ~
mico de superficies de ago inoxidavel compreendendo, em solugac aquosa,

" s, <o, s . . T €y .
na mistura de acido fosforico, de acido azotico e de acido cloridrico,




. 3 s, -

um regulader de viscosidade escolhido entre os polimercs soluveils em agua,
. . ] + Lo

um acente tensicactivo e o acido sulfossalicilico como agente de melhora-

mento de brilhos

Estes banhos de polimento coniecidos apresentam a particu-
laridade de atacar o metal com velocidade muito grande. Um tratamento de
polimento de uma superf{cia de acgo inoxiddvel com estes banhos nao pode gezgal
mente exceder escassos minutos, scb pena de ocasionar corrosces locais.
Esta grande veloccidade de acgao dos banhos de polimento conhecidos € um
inconveniente visteo que ‘torna-os inutilizaveis para certas aplicagaes, no=
neadamente para o polimento da face interna das paredes de cubas de grandeg
dimensoes, tais cono das caldeiras, das autoclaves e dos cristalizadorese
Sendo o tenfo necessario para o enchimento s o esvaziamento das referidas
cubas, em geral, bastante superior a duraca@o do tratamento de polimento
qufmico Gptino, torna-se com efeito impossivel obter um polimento unifor-
me da parede, ficando algumas zonas mais desta insuficientemente polidas,
enquante gque outras ficem profundamente corroidas. A grande velocidade de

)

~ . < . .
acgao dos banhos de polimento quimico conhecidos torna por outro lado o

controle do polimento dificil.

tia Especificaggo EP-B-19964 (Solvay & Cie) descrevem-se
banhos de polimento qu{mico de acggo muito lenta, que evitam por conseguin-
t2 os inconvenientes releatados. Ectes banhos conhecidos compreendem, em
scluggm aquasa, uma mistura de acidos cloridrico, azé%ico e Tosforica,
acida sulfossalicilico, cloreto de alquilpividinio e metilcelulose. Estes
banhos de polimento conhecidos, de acggn lenta, sao concebidos para se
trabalhar a temseraturas pelo menos iguais a 4520, estando geralmente com-

preendidas entre 50 e 10GeC.

- ~ - - -
A invengeso tem como chjectivo Tornecer banhos concebidos
. . ¢ . . v .
para se realizar um polimento quimico lento e eficaz de supexficies de
- - ” - -
ago inoxidavel a temperaturas de trabalho inferiores a 502C.
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FPor consequencia a invengao refere-se a banhos para o
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polimento 0U7MlCD de superficies de ago inoxidavel, compreendendo, em so-

~ . s, £ 1 ) ‘s L]
lugao aquosa, uma mistura de acido cloridrico, de acide azdtice e de acido
'. - » ’. ¢ ¢ =
o sfavlco, um ascido hidroxibenzoico sventualmente substituide, pelo menos

’- ’O Il
um sal de amonio quaternarioc e um aditivo escolhido entre o dcide percld-

. . ., 4 ., s,
rico e os sais soluvels em agua do acido perclorico.

- ~ ’0 . - V‘
Mgs banhos de acordo com a invengaoc o acido hidroxibenzoice
3 " LIS
serve de agente de wmelhoramento do brilho. Pode ser nao substituido, tal
< . . s . o o Lo
como o acido salicilico, ou substituido, tal como o acido sulfossalicilicoe

~ e s . . o
E preferido o acido salicilico.

D sal de amonioc quaternario & de preferéncia escolhido entre
aqueles que compreendem pelo menos um radical alquilo de cadeia longa,
substituido ou nao substituido, contendo pelo mencs 4 atomos de carbonas
Frefere-se escolher os sais de amdnic quaternario nos quais o grupo alqui-
lo de cadeia longa contém pelo menos 8 atomos de carbono, de prefersncia
pelo menos 12 atomos de carbone, tais como o grupc laurile, cetilo e estea-
rilo, por exempla. 0s sais de amdnio quaternarlo especialmente recomendados
pertencem & classe formada pelos sais soldveis em agua de alguilpiridinio
e dos sais sollveis em égua de amonio quaternério compreendendo, além do
radical alquile de cadeia longa definido anteriormente, pelo menos um
cutro radical alquilo substituido ou nao substifuide e/ou um radical benzio
lo substituido eu nao substituido. Os halogenstos sao preferidos, em parti-
cular os cloretos. Sac exemplos de sais de amdnio quaternario utilizdveis
nos banhos de acordo com a invenggo o cloreto de cetil-tr Lmetllanonlc, o
cloreto de cetil-dimetilbenzilamdnio p cloreto de diestearil~dimetilamdnic,
o cloreto de laurildime%il—benzilaménio, o cloreto de lauriltrimetilaménio
e os clcretos de alquilpiridinio, nomeadamente o cloreto de cetilpiridinio
g o cloreto de laurilpiridinio. Estes sais de amdnio guaternaric podem sex

adquiridos entre os produtos da marca DEHYQUART (HEMKEL).

- ~ - -
Hos banhos de acordo com a invencao é conveniente gue as
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@s respectivas do sal de amonio quaternarcio, por um lado & do

aditivo seleccicnado entre o acido percTorlco e 0s seus sais soldveis en
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agua, por cutro lado, sejam requladas para tornar possivel uma coadsorpgio
schre a superficie do ago a polir, evitando todavia uiltrapassar o seu pro-
duto de solubilidade. Como regra geral & oportuno que os banhos de acordo
conoa invengga contenham, por litro, entre 0,005 e 1 g do sal de aménio
quaternario e entre 0,001 & 0,5 mol do aditivo escolhido entre o acido

” . - Ld - L
pBI‘ClGl‘lCO e 05 seus sais soluvels em aguas

As quantidades ponderais adequadas dos diversos constituin-
tes dos banhos de scordo com a invengEO dependem da nuance do &go inoxida-
vel submetido ac polimento, assim como das condigOes do polimento, nomeada-
mente do pexfil do cbjecto de ago submetido ao polimento, do seu volume,
do volume do banho, da sua temperatura e da agitagao a qual se submete even
mente. Llas devem pois ser determinadas em casc particular por ensaios de

L4 1 4 A 1 * ~
rotina no laboratorioc. Us exewmplos de banhos de acordo com a invengao,

”
v

. « e T . g v . s,
adaptados ao polimento de agos inoxidaveis austeniticos, ligadeos ao cromio
kg .
e ao nivel, a tewperaturas compreendidas entre 25 s 502C, compreendem,
. -~
por litro de solugao agquosas
~ , s, . a M,
- entre 0,5 e 5 moles do acido cloridrice (de preferencia 1 - 3 mol),

- entre 0,005 e 1 mol de &cido azdtice (de prefergncia 0,05 -~ 0,5 mol),

oy

- entre 0,005 & 1 mol de acido fosfdrico (de preferéncia 0,01 ~ 0,5 mol),

- =ntre 0,00605 & 0,5 mol do aditivo escolhids entre o acido perclérico

. rd - - ~ ‘o .
e D8 seus sails soluveis em agua (de preferencia 0,001 - G,2 mol},

entre 0,001 e 5 g de acido hidroxibenzoico substituido ou insubstituide

i

- . - . . y v .
(de preferencia 0,005 - 0,3 g, no caso do acido insubstituide),

entre 0,005 e 1 g do sal de amdnio quatérndric (de preferéncia

0,02 - 0,2 gl

Os banhos de polimento de acordo com a invengao poden sven=-

3.

tualmente conter aditivos habitualmente presentes nos banhos conhecidos

para o polimento quinico dos metais, por exemplo agentes tensioactivos,
elcoois & reguladores de viscosidades Podem nomeadamente compreender um

A - - - r .
conposto abietico soluvel em agua que e um composto quimico compreendendo

tual
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um radical a-ietila de férmula geral
CH

EH

CH
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CH,
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cu um radical hidrosbietilo ou desidroabietilo.

~ .’ v td
bDe acordo com a invengao o composto abietico deve ser solu-
~ ~ 0’_‘_' Jo2 3 - .
vel na solugao aquosa. Sao compostos abieticos utilizaveis nos banhos de

. ~ . 4 .
zcordo com a invengao as abietaminas.

Ag abietaminas especialmente recomendadas para os banhos

. ~ ~ ”
de acsrdo com & invencac sao aquelas com a forwula gerals

~ R, representa um radical abietilo, hidroabietilo ou desidroabietilo

definido acima,

- X, representa um radical cowpreendendo pelo menos um grupo carbanilao,

e

” . i L3 L3
- X, representa um atomo de hidrogenio ou um radicel compreendendo pelo

menos um grupo carbonilc.

~ - - ~ .
Sao exemplos destas abietaminas, que sao particularmente

-5 -
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onvenientes para os banhos de harmonia com a invengao, aquelas nas quais

3 3 - ”
elo menos um dos radicais X e ¥_ e um radical de formula ageral:
P 1% %

~CH_-
Qig R2

na qual R, representa um radical alguilo de cadeia linear ou ciclica,
substituido ou nao substituido, saturada ou insaturado, compreendendo pelo
©enos um grupa carbonilo. Entre estes compositos sa0 preferidos aqueles
nes gualis o grupso -EHE- estéd ligado a um grupe carbonilo do radical R

2

por um ctomo de carbono que transporta pelo menos um atomo de hidregenio.

12N

. ) - . ~ ~
Estas abietaminas substituides e o processo para a sua obtencao sac des=-
- . . g N 3 ~ ] 1. .
critos ne Patente Britaenica GB-A-734 665. S5ao exemplos de abietaminas des-
. - - [ - 03 * ~
te tipo, utilizaveis nos banhos de harvmonia com a invengao, agueslas nas

N 3 . 4 . - ’ .
guais o »adical alquilo R, e escolhido entre os radicais acetonilo, 2-cetod

2
~butilo, A-metil-2-ceto~pentenilo=3, 4=hidroxi-4~metil-2~ceto~pentila,
2-czto-ciclopentilo, 4-hidro-Z2-ceto~pentenilo~3, Z-ceto-ciclohexila, 2,5-

~diceto-hexilo e 2-fenil-Z2-ceto~etilo.

0s banhos de accrdo com a invengas convem para o polimento
qu{mico de tcdas as superficies de ago inoxidavel austenitico. S0 parti-
cularmente adaptados para o polimento de agos austeniticos contendo entre
16 2 26 $ em peso de cromic e entre 6 e 22 % em peso de niquel, tal como

s agos de nuance 18/8 e 168/10, isentos de wolibdénio (nozma AISI-304 e

[u]

(5]

C4L). Os banhos de accrdo com a invenggo apresentam a particularidade de
realizar o polimento destes sgos a velocidade lenta, necessitando geralmen=
te de um tempo de contacto compreendido entre 5 e 12 horas. Podem ser uti-
lizades a qualquer temperatura compreendida entre 208C e a temperatura de
ebulig§s. Apresentam no entanto a pariicularidade notavel de apresentar
uma excelente eficacia a temperzturas inferiores a 50%C€, geralmente com-

- - ~ ” 0 - 3
preendidas entre 35 e 352C, a pressao atmosferica normal, o que facilita a

(3}

- . ~ - - - 3 .
sua utilizagao e simplifica as medides a tomar para assegurar a salubridade
. > . . ~
des oficinas de polimento. Os banhos de acordo com a invengao apresentam a
vantagem suplementar de reelizar polimentos de boa qualidade de conjuntos

o (4 -
sold-dos de acords com as regras da tecnica.
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A invencao refers~se tambem a um processo para o polimentc
s . . Y ~ £ .
de uma superficie de ago inoxidavel segundo o qual se poe a superficie em

¥

. E) - ~
contacto com um banho de polimentc quimico de acordo com a invencage

. ~ . ~
MNa realizacgao do processo de acordo com a invengac a entra-
¥ . o .
da en contacto da superficie metalica com o banho pode ser zealizada de
qualquer Torma adequada, por exsmple por imersaoce. 0 tempo de contacto da
superficie a polir com o banho deve ser suficiente para realizar um poli-
. z . ~ €
mento eficaz da supesrficie. Nao pode no entanto exceder um valor criticao
L4 - .
para alem do cqual o banho perde as suas propriedades de polimento. 0 tempo
S : Brn e dem 2 1
de contacto optimo depende de numerosos parametros, tais como da nuance do
. ~ . a v - -
ago, da configuragao e da rugosidade inicial da superficie a polir, da
. N . ~
canposigao do banho, da te.peratura de trabalho, da agitagao eventual do
' . ~ . - nf .
banho em contacto com a superficie, da relacao entre a area da superficie
a polir e o volume do banho; deve ser determinado em cada caso particular

- # -
poxr um trabaliho de rotina no laboratorio.

Numa forma de realizaggo'preferida do processo de acordo
com a invenggo o banho & utilizado a uma tenmperatura compreendida entre 20
e 508C, de preferéncia entre 35 e 458C, p pressgo atmosterica normal, e
mantén-se a supexficie a polir em contacto com o banho durante um tempo

compreendido entre 5 e 12 horas.

» - ~ - 03 -~ 3 ”
0 interesse da invengao vai ser postoc em evidencia atraves

dos sxemplos expostos adiante.

Mos exemplos cuja descrigao se segue utilizaram-se placas
de ago inoxidavel de nuance 18/10 [ ago ligade ao cramioc (18,0 %) e ao
niquel (10,0 %) e isento de molibdénio 7.

Em cada exemplo a placa foi imersa nc banho de polimento,
mantida a uma temperatura sensivelmente constante e submetido a uma agita-
cao moderada. Ha sequéncia do periodo de imerszo a placa foi retirada do

o~

. ” - - o - A
banhe, Tei lavada com agua desmineralizada e ssca. Mediram-se os parametros




seguintes:
| ] ’ . . . ~
~ a profundidede media do ataque do metal, definida pela relagao

4
10

Z:Se = , eZﬁSF

S.d

” 2
na qual S »epresenta a area da placa (em cm ),
£ . 3
d reprecznta a massa especifica do metal (em g/cm” ),

. : ~
ZQSP representa @ perda de peso (em g) da placa durante a imersac no

hanha,

Zﬁ&e renresenta a profundidade do atagque 9um),

- a rugosidade média aritmética Ra, que € o desvio médic em relaggo p:
[ 7 . . . . .
superficie media da placa (Encyclopedia of Materials Science and Engi-
3 N -
neering, ilichael B. Bever, Vol. 6, 1986, Pergamon Press, pags. 4806 a

4808 (pag. 4806):

-
n
J

yix) |ax

sendc as medidas efectuadas com um dispositivo munido de uma ponta de

Ejum de diametro & correspondendo a um valor de "cut-off" igual a

0,25 mme
T af .
- a brilhancia da supsrficie.

Exenplo 1 (de zcordo com a invengao)

v » 3 1 - ~
Utilizou-se um banho de polimentoc de acoxdo com a invencaa,




compreendendo por litro:

O [4 .
- 1,5 mpol de acido cloridrico,
~ \d - ’J'
- 0,2 wol de acido azotico,
” > 1 n’ »
- (0,2 mol de acido fosforico,
- ’ 3
cido percleorico,

- 5,2 mol de

< o Lo
- 0,1 g de acido salicilico,

- 0,02 g do produto DEHYQUART € que € um electrdlito contendo cloreto de

em_ s e 4f PR ) - ’
leurilpiridinio como constituinte principal (DEHYQUART e uma marca

registada de Henkel).

- ~ 1, ’ ] o -
As condigoes opexatorims Toram as seguintes:

- volume do banho

4 . . .
~ area da superficie submetida ao polimento :
- ‘temperatura :

A} ~ y . ~
- guracao ga inersag

Ubtiveram-se os seguintes resultadoes

L1

- < -
- profundidade media do ataque
L < v . , .
- rugosidade media aritmetica:s

~ antes do polimento

..

- depois de polimento

L 1]

- brilhancis
» -y o4
~ sob um angulo de 302 {segundo a noxma ASTH

- sob ua angulo de 202 (segundo a nozma ASTH
Exesplo 2 (de acoxdo com a invengao)

Utilizou=-ss um banho de polimento de

compreendendo por litros

1940 cma,
87 cmz,
35ec¢,

12 horas, 30 minutos.

25/um;

0,3 & T,1 pm,
0,12 & D,DZ}Jm,

E430) : 40 %
D523) ¢ 25 %

. ~
acordo com a invencao,




[4 .
do cloridrico,

1R
!J n

- 1,5 mcl de ac

’ -
wcido azotico,

Uy

- 0,2 mocl de

e acido fosforico,

[

- U,2 mol
- {0,005 wmel de acido perclarica,

- 0,1 g de acido salicilico,

- 0,075 g do produto DEHYQUART LDE (Henkel) que € um electrdlitc comtendo

) 3 . - 3 ¢ 3 - 3 03 -
cloreto de laurildimetilbenzilamonio como constituinte principale
~ . ~ \ L . .
As condigoes operatcrias foram as seguintes:

~ volume do banho

L 1Y

970 Cma s
87 cmz,

ey

L1}

cie submetida ao polimento

- dursgao da imersaos

at

5 horas, 30 min.,

- temperatura ¢ 35eC.
Obtiveram~se os seguintes resultados:
- profundidade médie de ataque 324 pmj
- rugosidade médis azitmética
~ antes do polimento : G,B'fm,
~ depois do polimento : D,lZme.
- brilhancia Z'sob um angulo de 208 (de acoxde
com a norma ASTM D523) 7 s 254,

- » -
Exennlo 3 {enszio de referencia)

Repetiu~se o ensaio do exenplo 2 com um banho de polimento
~ \ . ~ ~ . L s o,
nas ce acordo com a invengao, nao contendo o acido percloricos. 0 banho

compreendia por litro:

< [ .
- 1,5 nol de acido cloridrica,
1 ” . ” -
- 0,2 ncl de zcido azotico,

’ 0] o - .
- 3,2 mol de acido fosforicao,

- (,1 g de dcido salicilico,




L]

- 0,07% g do produto DEHYQUART LDB (Henkel) que & um electrolito contendo

. 3
- volume do banho ¢ 970 cwm ,
. . . . . 2
- area da superficie submetida ao polimento : 87 cm
- temperatura H 358g¢,
~ y . ~
~ dursgao da imersao : 6 horas.

Ubtiveram-se os seguintes resultadoss:

- profundidade media do ataque : 25 Jms
- rujosidade média aritmética
- antes do polimento ¢ 0,3 /Jm,
- depois do polimento : B,SJFm.
- brilhaneia [/ sob um angulo de 202 (de acordo
com a norma ASTM D523) 7 : inferior a 1 %

-~ -
Exempls 4 {de referencia)

Repetiu-se o ensailo do exemplo 2 com um banho de polimento
L . ~ . ~ ~ . LS .,
uinico nao de zcozdo com a invengao, nao contendo nem o acido perclorico,
q G

nem o electrolito. 0 banho compreendia, por litro:

s . < .
- 1,5 mol do acido cloridricoy
~ ‘. L.
-~ 0,2 mol do acido azotico,
- 042 nol de scido fosforico,

L] « T
-~ 8,1 ¢ de acide salicilico.

« ~ b 3 3
Ae condigoes aperaterias foram as seguintes:




. 3
volume do banho 1940 em ,

(33

- . s . . . 2
grea ua superficie submetida ao polimento ¢ 87 cm,
temzeratura s 35eC,

~ . ~ .
duragaa da imersaon & horas, 30 minutos.

Ubtiveram-se os seguinites resultadoss

profundidade média do ataque s 25 Jms
rugosidade média aritmética
- antes do polimento s 0,20 P
~ depois do polimento s D,25/pm.

brilhancia £ sob um 2ngulo de 20¢ (de acoxdo

com a norma ASTM D523) 7 inferior a 1 %.




I
ot
[
i

~ . \4
Processo para a preparagac de banhos para o polimento qui-
- s n?f ) ' NE RO - . 1
mico de superficies de ago inoxidavel, caracterizado pelo facto de se
. ~ . S o. t4 . 7 .
incoxrporar em solugao aquosa uma mistura de acido cloridrico, de acidao
» . ’ . n’ 3 - 3 3 - 3

azotico e de acido fosforico, e um acido hidroxibenzoico eventuslmente

- . 1 . . ~
substituido, e pelo facto de compreenderem adicionalmenite na soclucao aquo-

’ .

” - - 3 -
sa pelo nenos um sal de amonic quaternario e um aditive escolhido entre o

S . ’ . . s, ’ o, .
acido perclorico e os sais soluveis em agua do acido perclarico.

- . g . ~ 0
Processo de acordo cam a reivindicagao 1 caracterizado pelo
\] 1, 3 ” » * -
facto de se obterem banhos nos quais o sal de amonio quaternario compresn-
de pelo menos um redical alquilo de cadeia longa compreendendo pelo menos

4
12 atomos de carbonce

. » . o~ 3
Processo de acordo com as reivindicagoes 1 ou 2 caracteri-
- y [ 03 ” -
zado peslo fecto de se obterem banhos nos quais o sal de amonic quaternario

s .
e ercolhido entre os halogenetos.

. 0 . ~ 3
Processo de acordo com a reivindicagao 3 caracterizade pelo
. - - ” . ’
facto de se obterem banhos nos guais o sal de amonio quaternario & o clo-

reto de alquilpiridinio.




0 - - ~
Processo de acordo com qualquer das reivindicacoes 2 a 4
. » ] d .
caracterizado pelo facto ce o sal de amonio quaternario compreender,
’ . - . . .
alem do radiczl =zlguile de cadeia longa, pele menos um outro radical e/ou

um radical benzilo.

. 3 - - ~
Pracesso de acordo com qualquer das reivindicagoes 1 a 5
caracterizado pelo facto de se obterem banhos que compreendem adicional~

R » ,
mente um composto abletico soluvel em agua.

t
-

[

t

Processo de acordo com qualquer das reivindicacoes 1 a 6
cargcterizado pelo Tacto de se obterem banhos que comprsendem por litro
da sclugao aguosa, entre 0,005 e 1 g do sal de amonio guaterndrio e entre
0,001 e 0,5 moles do aditivo escolhido entre o acido perclérico 2 08 sBus

. ” . »
sais soluveis em agua.

3 - 3 ~
Praocesso de acordo com qudguer das reivindicagoes 1 a 7
caracterizado pelo facto de se obterem banhos que compreendem, por litro

de sclugao aquosa,

s 4 .
- entre 0,5 e 5 moles de acido cloridrico,

)

s, .
- entrs 0,005 e 1 nel de acido azotico,
’- ’~

- entre 0,00 e 1 mol de acido fosforico,

) P - 3 13 'v ‘0
- entre 0,0005 e 0,5 moles do aditivo escolhido entre o acido perclorico

. ” * -
e 05 seus sals soluveis em agua,

Py L] . . .

- entre 0,001 e 5 g de acido hidroxibenzoico,

o, s,
- entre 0,005 e 1 g do sal de amonio quaternarioe




1
0

"

t

. . . ~ »
Processo de acords com qualquer das reivindicagoes anterio-
- . ~ -
res ATACTELLELA 8] actvo aue &e sm Da a X L 10¢€
es caracterizado pelo facto de se obterem banhos que sao apropriados

. . . . £ - \ ol - ~ .
para o polimento quimico de superficies de aco austeniticos

5 . , 7 . £ .
FProcesso para o polimento quimico de uma superficie de ago
. 12 ~ Z s
inoxidavel segundo o qual se poe em contacto a superficie com um banho de
. £ - . - ;. R .
polimento quimice, caracterizado pelo facto de se utilizar um banho obtido

. 3 . ~ .
nrocesso de acordo com qualquer das reivindicacoes anteriores, a

par um

uma tem:eratura compreendida entre 20 e 500C.

Foram inventores Frangois Dujardin, belga, tecnico qu{mico,
residente em Rue Léon Mignon, 22, B-1030 Bruxelles, Bélnica; Marianne
Reignier, doutara em ciencias quimicas, belga, residente em Rue du Paniex
vert, 35, B-1400 ilivelles, Bélgica; e -Nathalie Barthelemy, belga, tecni-

ca quimica, resicente em Rue Bois Colau, 24, B-~1330 Orp-Jdauche, Bélgica.

A requerente declara que o primeiro pedido desta patente

foi apresentado na Bélgica, em 23 de Fevereiro de 1990, scb o

e
MNo. 05000210,

{isbhoa, 22 de Fevereiro de 1991
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RES UMD

"PLCCES30 PARA A PREFACACAD DE BANMGS PARA_O FOLIMENTO

UliiICO DE SUPERFICIES DE AGD INOXIDAVEL E PROCESSO

PARA A DEALIZACAC DO REFERIDO POLIMENTO guinicg®

- ~ o~
A invengao refere~se a um pProcesso para a preparagao de
, . r . £ . . . s .
banhos para o polimento guimico de superficies de aco inoxidavel e a reali-
= P q P g

~ . . £ .
zagao do referido processo de polimento quimico.

. 7 . \ £ .

{s banhos para o polimento quimico de superficies de age
. s 17 ~ . s r .
inoxidavel compresndem, em solugaoc aquosa, uma mistura de acide cloridrico,
1 s . R LR o an? . » . PR . <.
de acido azotico e de acideo Tosforico, um acldo hidroxibenzoico eventual-

k3 s 0 ’. ’- .y .

mente substituido, pelo mencs um sal de amonio quaternaric e um aditivo

v ~ 0 - . . - 3 ”~
eccolhide entre o acido perclorico e os seus sais soluveis em aguas.
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